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Patent nr 50962 dotyczy sposobu schladzania gazéw
poreakcyjnych z proces6w utleniania zwiazkéw orga-
nicznych w fazie cieklej gazami zawierajacymi tlen.
Sposéb ten polega na bezprzeponowym, przeciwprado-
wym kontakcie gazéw poreakcyjnych z ciecza wprowa-
dzana do reaktora gdzie jest ona poddawana utlenianiu.
Wskutek bezprzeponowej, intensywnej wymiany ciepla
gazy poreakcyjne ulegaja schtodzeniu, za$§ ciecz ulega
podgrzaniu. W warunkach wymiany ciepfa wykropleniu
ulega czg$¢, na ogdl wigkszo§¢ par zawartych w gazach
poreakcyjnych. Sa to pary gtownie zwiazku poddawa-
nego utlenianiu, jak réwniez para wodna, tworzaca si¢
w procesie i pary organicznych produktéw reakcji.

W wigkszosci procesow utleniania zwiazkéw orga-
nicznych w fazie cieklej gazami zawierajacymi tlen obec-
no$¢ wody jest szkodliwa. W szczegdlnosci woda sprzyja
powstawaniu osadéw odktadajacych si¢ w reaktorach
utleniania. Ponadto woda reaguje z powszechnie w pro-
cesach tych stosowanymi katalizatorami jak na przy-
klad sole kobaltu, lub z kompleksami jakie tworza te
katalizatory z po$rednimi produktami reakcji. Dlatego
tez w wigkszosci omawianych proceséw utleniania sto-
suje si¢ Srodki pozwalajace na utrzymywanie mozliwie
niskiego stezenia wody w $rodowisku reakcji. Jednym z
takich §rodk6éw jest odwodnianie reagentéw wprowadza-
nych do reaktora utleniania. Patent nr 50962 zastrzegat
kierowanie cieczy podgrzanej w bezprzeponowym wy-
mienniku ciepta do separatora, w ktérym ulegala od-
dzieleniu warstwa wodna, za§ do reaktora kierowato si¢
wylacznie warstwe organiczna.
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Tego rodzaju sposob osuszania cieczy kierowanej do
utleniania nie zawsze jest wystarczajacy. Ciecz ta zawie-
ra rozpuszczona wode, ponadto moze zawieraé dodatko-
we ilo$ci wody w postaci emulsji.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest taka mody-
fikacja rozwiazania wedlug patentu nr 50962, ktéra po-
zwala na usunigcie z omawianej cieczy wody pozostalej
po operacji separacji warstw, a w wyniku miedzy inny-
mi da znaczne zmniejszenie ilosci osadéw powstajacych
w reaktorach utleniania.

Stwierdzono, ze cel ten mozna osiagnaé¢ jezeli pod-
grzana w skruberze ciecz, od ktorej oddzielono w roz-
dzielaczu warstwe¢ wodng skieruje si¢ do urzadzenia, w
ktéorym przeplywa ona w przeciwpradzie z goracymi ga-
zami odlotowymi z procesu utleniania, kierowanymi do
skrubera. W wyniku tego odparowuje zawarta w cieczy
woda. Osuszona w ten sposOb ciecz wprowadza si¢ do
reaktora utleniania.

Korzystnym jest aby ciecz przed wprowadzeniem jej
do urzadzenia osuszajacego podgrza¢ dodatkowo w prze-
ponowym wyymienniku ciepta.

Sposéb wedtug wynalazku objasniony jest nizej z po-
wotaniem si¢ na rysunek.

Do reaktora utleniania 5 (lub baterii reaktoréw) wpro-
wadzane s3 u dolu gazy zawierajace tlen (g), odprowa-
dzany jest produkt utleniania (h). Gazy przechodza
przez znajdujaca si¢ w reaktorze utleniang ciecz i wy-
chodza z reaktora u gory (b). Nastepnie gazy przecho-
dz aprzez skruber 4, w przeciwpradzie z ciecza (e)
wprowadzana z podgrzewacza 3 do goérnej czeéci skrube-
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ra 4. Ciecz ta zawiera rozpuszczona wodg¢ i ewentualnie
dodatkowe ilosci wody w postaci emulsji. Gazy ze skru-
bera 4 przechodza do dolnej czgs$ci skrubera 1, w kto-
rym przechodza w przeciwpradzie z chtodna ciecza (a)
wprowadzana do gérnej czeSci skrubera 1. Schtodzone
gazy (k) uchodza z gornej czeéci skrubera 1. Podgrzana
ciecz (c) przechodzi do separatora 2, w ktéorym oddziela
si¢ warstwe wodna (d).

Warstwa gorna, organiczna kierowana jest poprzez
podgrzewacz 3 do skrubera 4. Ciecz ta podgrzana w
skruberze 1 i podgrzewaczu 3, w skruberze 4 spotyka sie
ona z goracymi gazami wychodzacymi z reaktora 5, w
ktorych zawarto$§¢ pary wodnej jest znacznie mniejsza
od zawarto$ci w stanie nasycenia w danej temperaturze.
W skruberze 4 odparowuje wigc woda zawarta w cie-
czy, wychodzacej z separatora 2 i ciecz wchodzaca do
reaktora z dolnej czeéci skrubera 4 zawiera juz jedynie
$§lady wody.

Przedstawiony na rysunku uktad moze by¢ w rézny
sposdb rozwiazany aparaturowo. Na przyklad zamiast
osobnego skrubera 4 w reaktorze 5 moze byé umiesz-
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czona w gornej cze$ci warstwa wypelnienia przez ktéra
przechodza w przeciwpradzie gazy i ciecz.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob schtadzania gazéw poreakcyjnych z pro-
cesOW utleniania zwiazk6w organicznych w fazie ciek-
fej gazami zawierajacymi tlen wedlug patentu nr 50962,
znamienny tym, Zze podgrzana ciecz, od ktorej oddzielo-
no w rozdzielaczu warstwg wodna, kieruje si¢ do dodat-
kowego urzadzenia, w ktérym przeplywa ona w prze-
ciwpradzie z goracymi gazami odlotowymi z procesu
utleniania kierowanymi do skrubera, w wyniku czego
odparowuje zawarta w tej cieczy woda, po czym osu-
szonag w ten sposob ciecz wprowadza si¢ do reaktora
utleniania.

2. Sposdb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze ciecz
podgrzewana bezprzeponowo podgrzewa si¢ dodatkowo
w przeponowym wymienniku ciepla przed wprowadze-
niem jej do urzadzenia, w ktérym nastgpuje osuszenie
jej.
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